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U1.02a ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
POMIESZCZENIE
U1.03 WEZEL C.0.
POMIESZCZENIE
Szafy magazynowe dla czesci zamiennych urzadzen
U1.04 POM. MAGAZYN - - (wg rzutu)
POMIESZCZENIE T
System do oczyszczania wody do pity | myjki 60:220 500 230 | 2kw
U1.05 POM. APARATUROWE - - - — X
Stacja uzdatniania wody 230 | 3kw
POMIESZCZENIE T
- nad urzadzeniem nalezy zapewni¢ wolng przestrzen mad
komorg prézniowa min. 60cm (na potrzeby uniesienia klosza);
- nalezy zapewnic¢ dostep do prac serwisowych min. 60cm
145x11 230, wokat urzadzenia;
Napylarka 1 Balzers N 1 0x190( | 800 420, | 12KW T 2,5kw T N2 - mozliwa naprzemienna praca napylarek;
240) 3x25A _pompy olejowe wewnatrz urzadzenia wymagaja
pi ia wydechu na zewnatrz budynku z ew.
odstojnikiem oleju (wychwytem par)
U1.06 NAPYLARKA 1 - -
Szafa na materialy ekspoatacyjne sz-120| 2
Stét roboczy (wg rzutu)
Krzesto (wg rzutu)
Stolik mobilny (wg rzutu)
6x 230, p—
POMIESZCZENIE 420, T T T T T T T 20-80%
+/4°C
16A
"~ Lokalny ukfad wody do pify w pom. aparaturowym
" {ocl P " . - Punkt rosy 5°C, olej 0,005PPM
Pita do ciecia podtozy pétprzewodnikowych + 80x80x T, 1l/min; 6 .
N 1 3 - - v
sestaw komputerowy 180 1200 N T 90 N S 230,50( 2kw T 150 bar Chludzw\.lo 3-4 ba ) .
Ekstrakcja mgty - obowigzkowa >1,8m3/min
- wydech Ventuniego prézniowy ?
40x60
Myjka do podtéz po cieciu 1’;0" 120 230 | 1kw
ka UV do tasm zowych
U1.06a OBROBKA MECHANICZNA - - (na stole) © 20 500
mle)‘ do tasm ych (na 2 230 | 500
Stot roboczy (wg rzutu)
Szafa laboratoryjna $z-120| 1
Krzesto (wg rzutu)
Stolik mobilny (wg rzutu)
POMIESZCZENIE BZED, T T T T T T T 2959 35-65% T - pistolet azotowy 201/ min
420 +/2°C
Air shower N 1 T T 1S0 8 T
N2 3-5 bar, - nalezy zapewnic przestrzeri robocza 100cm wokot urzadzenia,
2% 600- Wenin . - chiller w pomieszczeniu technicznym,
w komor - lokalna pompa prézniowa
Die Bonder + komora laminarna 13018 caasie a 5.7 bar preeplyw komora laminarna montowana na urzadzeniu
N 1 0x206+| 2200 230 [55KwW T 0,5kW X " ciagly, T A
% pracy laminar] 7501/min 2501/min
urzadz na przeplyw w
enia -
U1.06b DIE BONDER - - czasie procesu
Szafa na materialy ekspoatacyjne sz-90 | 2
Stét roboczy (wg rzutu)
Krzesto (wg rzutu)
Stolik mobilny (wg rzutu)
6x 230, p—
POMIESZCZENIE 420, T T T T T T T 1s07 T 40-50%
+/3°C
16A
Szafki bhp (wg rzutu)
Kabina do przebierania (wg rzutu)
U1.07a SZATNIA - - 120x
Air shower N 1 120x T T T 1s07 T
210
POMIESZCZENIE 230 T T T 1S08 T
Chiller(Elektronolitograf) 12 501’:)600" 80 N T 60 N M |230,50| 2kw N
Pompa prozniowa(Elektronolitograf) 1 40;20" 25 N T 50 N M |230,50| 500 T
UPS(Elektronolitograf) 230, 50
Chiller(Die Bonder) 1 501’:)600" 80 N T 60 N M |230,50| 2kw N
U1.07b POM. APARATUROWE 20460
- - |Pompa prézniowa(Die Bonder) 1 ;0 *| 25 N T 50 N M |230,50| 500 T
3
5 20-
g 28°C,
A Ll 10m3/ T, 11/min; 6 N2 (YS'D)
b4 s POMIESZCZENIE 230 T T T ? T owana | <65% | 0,5kW h bar 401/miN; 3,5
= H zmiana bara
5| 3 +/-
s | * 0s°c
2
g - min. wymiary pomieszczenia 3.5x5.0;
E - strefa serwisowa - 1m z kazdej strony urzadzenia;
& - wysokos¢ pomieszczenia 2.3m;
208 - no$nosc posadzki 1000kg/m2 i 5kg/cm?2, podparcie urzadzeniaj
Pt na 4 podporach fi80mm;
konrt;l N2 (5.0) - nalezy zapewni¢ fundament wibroizolowany. Predkos¢ drgan
108x82 T, 1l/min., N dtogi mi idmi litudy RMS 1/3 okt: i
Urzadzenie do elektronolitografii N 1 X82| 1000 | N N 15 T s |230,50| 6kw T T owana | <65% | 2,5kW. » Wmin., 401/min, 1 [podtogi mierzona w widmie amplitudy RMS 1/3 oktawy musi
x190 e 600kPa 350kP by¢ mniejsza niz 0,8 um/s dla czestotliwosci pomiedzy pasmem
o 1,6 Hz a pasmem 16 Hz (wiacznie z nimi). Dla czestotliwosci
0.5°C powyzej pasma 16 Hz maksymalna predko$¢ nie powinna
: przekracza¢ 1,0 um/s;
- platforma antywibracyjna 780 mm x 880 mm. Na stabilnym
podtozu;
- stoi na 4 nézkach o $rednicy 80 mm.
U1.07c ELEKTRONOLITOGRAFIA - -
Szafa sterownicza N 1 80x90 | 265 N N N N S T T
Zestaw komputerowy N 1 40 N N 45 T M T T
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Stojak elektroniczny N 1 rou | 200 | W N a0 | T s
Biurko (wg rzutu)
Krzesto (wg rzutu)
Szafa na materialy eksploatacyjne sz-120| 1
20- 20- - stabilizacja temperatury w zakresie 20-25°C z doktadnoscia
25°C, 25°C, <0,5°C,
konrol konrol 10m3/ - staty monit. T/RH/Pa
POMIESZCZENIE N T T T T |1506 | T |owana| <65% | 3kW |owana| " - oswietlenie 26 i promieniowanie o diugosci fali
zmiana zmiana krotszej niz 470 nm)
+/- +/- - drzwi transportowe min. 90x200cm,
0.5°C 0.5°C - min. wymiary pomieszczenia 350x500x240cm
15 " nalezy zapewnic fundament wibroizolowany <60 pum peak-to-
e = peak (<20Hz) <25000 um / freq(A2 peak-to-peak) (>20 Hz),
PANaly Zmian’ 3 5 - maksymalne obcigzenie podtogi 310N/cm2
tical / 137011 12kVA, — »; SI/;nin T - $redni nacisk na podtoze 12.5kN/m2
Dyfraktometr rentgenowski (istniejacy) - 1 X'Pert ax181 1050 T N - T S 230, 50| maks. N N N T T atup 20-80% . Ab;r - ieni uw i iuw $ci Im
PRO 45A .ry L od kazdej ze $cian
<1°C filtracjal . . .
System na 30 50 um - na promienie
U1.08a LABORATORIUM BADAN CZASO — . stoneczne (zaluzje lub rolety w oknach),
RENTGENOWSKICH wy
Zestaw komputerowy
230 T
do obstugi dyfraktometru
stot roboczy (wg rzutu)
krzesto (wg rzutu)
.. - minimalna szerokos$¢ drzwi do pomieszczenia 160x220cm;
POMIESZCZENIE T T T i 221 - dodatkowe gniazda elektryczne 6x230V;
" nalezy zapewnic fundament wibroizolowany <60 pum peak-to-
- peak (<20Hz) <25000 um / freq(A2 peak-to-peak) (>20 Hz),
alver T, 7 - maksymalne obcizenie podiogi 310N/cm2 y
n zmiany 35- 3 Y uw w m
) Panalyt|137x11 12kvA, temepr 6l/min. T, od kazdej ze Scian , -
Dyfraktometr rentgenowski (nowy) N - bty | aaos | 10| T N - T s |230,50| maks. [ N N N T T o 20-=0% 1kw abar - na promienie
perts 45 ] - s!:r\eczr;e.(zfalutu? lub ro\etydw oknach),
MRD g 50 um -k.ledné ey instalowac ‘frtq zennavtv R
U1.08b LABORATORIUM BADAN cnso it ukfadzie przeplywu powietrza w systemie klimatyzacji;
RENTGENOWSKICH wy
Zestaw komputerowy
N 230 T
do obstugi dyfraktometru
Schody
stof roboczy (wg rzutu)
krzesto (wg rzutu)
POMIESZCZENIE = = = . TR - minimalna szerokos¢ drzwi do pomieszczenia 160x220cm;
- dodatkowe gniazda elektryczne 6x230V;
U1.09 KOMUNIKACIA
U1.09a KOMUNIKACIA
U1.10 POM. TECHNICZNE
POMIESZCZENIE
U1.10a UPS
POMIESZCZENIE T T
U1.10b ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
POMIESZCZENIE
U1.12 POM. PORZADKOWE
POMIESZCZENIE
U1.13 KL. SCHODOWA
POMIESZCZENIE
U1.14/15 KL. SCHODOWA
POMIESZCZENIE
0.27 PRZEDSIONEK - -
POMIESZCZENIE 222
30
Szafy (wg rzutu)
0.29 SZATNIA DAMSKA - - - i przyjmuje si i 3
POMIESZCZENIE 2s7t.x2 Dla szatni przyjmuje sie podziat 50% personelu
30 kobiety/mezczyéni
Szafy (wg rzutu)
0.28 SZATNIA MESKA - - - i imuje si i %
13 POMIESZCZENIE 2s7t.x2 Dl? szatni Przy{mvuje sie podziat 50% personelu
30 kobiety/mezczyini
Miska ustepowa N 1
Umywalka N 2
0.26 TOALETA DAMSKA / NPS - . fprafla N 1
Natrysk N 1
POMIESZCZENIE 22
30
Miska ustepowa N 1
Umywalka N 1
0.25 TOALETA MESKA - . frafa N 1
Pisuar N 1
POMIESZCZENIE 222
30
Stot (wg rzutu)
Krzesto (wg rzutu)
Szafki kuchenne stojace (wg rzutu)
Szafki kuchenne wiszace (wg rzutu)
Zestaw komput itor nasci
s a.w omputerowy/monitor nascienny na 1 230 500 N N T T N
stelazu
0.24 POMIESZCZENIE SOCJALNE . |Eksres do kawy 1 23U 1500 EEN N N N
Kuchenka mikrofalowa 1 230 | 1000 N N N N
Kuchenka elektryczna 1 230 N N N N
Lodéwka 1 230 800 N N N N
Zlewozmywak 1 B R
Umywalka
POMIESZCZENIE Ssztx2
30
Biurko (wg rzutu)
Krzesto (wg rzutu)
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120x45
Szafa §Z-120 2
i X200
0.23 BIURO 2 STALY |Umywalka 1
Drukarka 1 230 40
Zestaw komputerowy 3 230 | 1000
POMIESZCZENIE gsztad T T
30
Biurko (wg rzutu)
Krzesto (wg rzutu)
Szafa sz120| 2 120145
x200
0.22 BIURO 2 STALY |Umywalka 1
Drukarka 1 230 40
Zestaw komputerowy 3 230 | 1000
POMIESZCZENIE Gk T T
30
Biurko (wg rzutu)
Krzesto (wg rzutu)
120x45
Szafa §Z-120 2
i X200
0.21 BIURO 2 STALY |Umywalka 1
Drukarka 1 230 40
Zestaw komputerowy 3 230 | 1000
POMIESZCZENIE Bsztod T T
30
Biurko (wg rzutu)
Krzesto (wg rzutu)
Szafa sz120| 2 120145
x200
0.20 BIURO 2 STALY |Umywalka 1
Drukarka 1 230 40
Zestaw komputerowy 3 230 | 1000
POMIESZCZENIE Gk T T
30
Biurko (wg rzutu)
Krzesto (wg rzutu)
120x45
Szafa §Z-120 2
i X200
0.19 BIURO 2 STALY |Umywalka 1
Drukarka 1 230 40
Zestaw komputerowy 3 230 | 1000
8szt.x2
POMIESZCZENIE sz T T
30
Biurko (wg rzutu)
Krzesto (wg rzutu)
Szafa sz120| 2 120145
x200
0.18 BIURO 2 STALY |Umywalka 1
Drukarka 1 230 40
Zestaw komputerowy 3 230 | 1000
POMIESZCZENIE Gk T T
30
Biurko (wg rzutu)
Krzesto (wg rzutu)
60x45x
Szafa SZ-60 1
i 200
0.17 BIURO 2 | sray [Fafka e zuty)
Umywalka 1
Drukarka 1 230 40
Zestaw komputerowy 2 230 | 1000
POMIESZCZENIE 230 T T WOF:“\A'/;;C\Z stropie na schody do laboratoriow rentgenowskich
0.16 POM. APARATUROWE Pompa obstugujaca agregat wody zigbniczej 3-6 420 |18 kw - Lokalizacja do weryfikacji na etapie projektu budowalnego
POMIESZCZENIE T T T
Zbiornik na wode obsfugujacy gregat wody - Lokalizacja do weryfikacji na etapie projektu budowalnego
|ziebniczej
0.15 POM. APARATUROWE
Instalacja wody ziebniczej (agregat) - Lokalizacja do weryfikacji na etapie projektu budowalnego
POMIESZCZENIE T T T
0.14 PRALNIA Pralka + suszarka N 230 1500
POMIESZCZENIE T T 1S0 7 T
0.13 SLUZA TOWAROWA
POMIESZCZENIE T T T T 150 8 T
0.12 MAGAZYN PODRECZNY Regat (wg rzutu)
POMIESZCZENIE T T 1S0 7 T
- separator faz zasilany cieklym azoten LN2 - lokalizacja
urzadzenia docelowo na 1 pigtrze w korytarzu serwisowym
-poczatkowo na parapecie konieczny otwér dla doprowadzenia
LN2 i odprowadzenia gazowego N2
- decyzja Uz , zamiast i do
pneumatyki (awaryjne zamykanie zaworéw) podtaczy¢ nalezy
400, gazowy azot;
Reaktor Riber 32P RIBER 163A, T, N2, N2, - wodg i g?zy rozprowadzac korytvkaml w posadz'ce; v
el o | 1 N T ~60 s |3/n/6, | 22000 He N |- potaczenie elektryczne z szafami rozprowadza¢ korytami w
(istniejacy do przeniesienia) 32p >5 bar >5 bar
(33 posadzce;
230V - hel w laboratorium epitaksji to jedna wspélna butla 501 na
wézku w $ci od potrzeb. W nie
ma kréécow do podtaczenia helu. Hel wykorzystuje sie érednio
raz w roku przez ~1godz.
- préznia wytwarzana za pomoca mobilnego stanowiska pomp
prézniowych
- zasilanie LN2 poprzez separator faz;
Szafy sterujace do reaktora 32P 1 - potaczenie korytami kablowymi w posadzce pomigdzy
(w ramach reaktora) reaktorem/szafa;
Komora laminarna 1 N N 30 N S 230 1000 N N N N N N N N T N N
0.11 LAB. MBE 3 Zamrazarka 1 60x 60x N N N N s | 230 | 25 N N N N N N N N N N N
5 2 STALY 150
(Molecoular Beam Epitaxy)
60x60; 400, 20
pomp prézniowy 1 | 0L v | N e | fom TR 000
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Zestaw komputerowy 34 N N N S 230 1000 T T
- zamocowana do belek, sufitu
" " - obstuga reczna
Suwnica do obstugi reaktora 1
uwni el - wysokos¢ do haka min. 2700mm;
- min. 500kg udiwigu;
Szafka laboratoryjna niska z szufladami,
mieszczacy si¢ pod blatem stotu laboratoryjnego
(weg rzutu)
Stot laboratoryjny (wg rzutu)
Biurko (wg rzutu)
Regat (wg rzutu)
Szafa z szufladami N 1 60x90 - Szafa na dokumenty formatu A1
Krzesto
- konieczny otwér w stropie dla instalacji gazowego azotu N2 z
separatoréw (rozwigzanie docelowe);
10s2t.x 22°C N2, - konieczny otwér w scianie nad oknem dla instalacji gazowego
POMIESZCZENIE 65 . T T T T T T 1507 | T (+/- | 50% | 1000 | 50% N T N T N g He N |azotu N2 z separatoréw (rozwigzanie czasowe, do czasu zakupu
230 2°C) >S5 bar nowego reaktora);
- L ia MBE MOCVD i
Chemicznego;
T
K kri i Helix [55x57
ompresor pompy cryo (kriogeniczna) 1 ol R 70 | N T 60 N m | 230 | 2000 c N N N N N N N N 2°C N N 5500,< N N N N
sprezarka helowa do reaktora CT8 x43 25°C
1.07* POM. APARATUROWE (1 PIETRO] - 6 Sciani j
WYPOSAZENIE DLA MBE 3 (LPIETRO) - - |Pompa prézni instalacji LN2 na stelazu 1 | vec 53:;0 30 N T 40 N s 230 | 1000 c N N N N N N T N 22°C 1000 | 50% N N N N N N of;‘:‘:;j";;%::'zew"em"e' na potrzeby wyrzutu z pompy
Separator faz 1 LN2
POMIESZCZENIE - wszystkie |nsta|ac'1e i polqc?ema elektryczne z reaktorem MBE
beda poprzez otwdr w stropie
- separator faz zasilany ciektym azoten LN2 - lokalizacja
urzadzenia na 1 pietrze;
- decyzja Uzytkownika, zamiast sprezonego powietrza do
pneumatyki (awaryjne zamykanie zaworéw) podfaczyé nalezy
gazowy azot;
400, R . .
RIBER/ T = - wode i gazy rozprowadza¢ korytkami w posadzce;
Reaktor C¢ ct 21T X 40m3, ’ T, - | i i ji to j J
weaktor Compact 22T | 1 |compa 1600 | N T 60 T s |3/n/6, | 22000 c N N N N N N T N 1000 | so% || N 5500/ i LN2, N2 He N | el wlaboratorium epitaksji to jedna wspina butla 501 na.
(istniejacy do przeniesienia) ot o h, fi125 e >5 bar wozku przetaczana w zaleznoci od potrzeb. W reaktorach nie
S ma kré¢cow do podtaczenia helu. Hel wykorzystuje sie $rednio
raz w roku przez ~1godz.
- minimalne wymiary drzw h=245 cm w=165cm
- préznia wytwarzana za pomoca mobilnego stanowiska pomp
prézniowych;
- zasilanie LN2 poprzez separator faz;
Szafy sterujace do reaktora 900 - potaczenie korytami kablowymi w posadzce pomigdzy
(w ramach reaktora) reaktorem/szafa;
Komora laminarna 1 30 230 1000
60x60) 400,
pomp prézniowy 1 XX 5o | N N 20 N M " | 1000
0.10 LAB. MBE 2 80 dn
N . ; 2 | STALY |zstaw komputerowy do kontroli i pomiaru 3-4 230 | 1000
(Molecoular Beam Epitaxy) 30 belek, sufit
- zamocowana do belek, sufitu
. X - obstuga reczna
Suwnica do obstugi reaktora 1
uwnl el - wysokos¢ do haka min. 2700mm;
- min. 500kg udiwigu;
Zamrazarka 1 601"520’( N N N N s | 230 25 N N N N N N N N N N N N
Szafka laboratoryjna niska z szufladami,
mieszczacy sie pod blatem stotu laboratoryjnego
(weg rzutu)
Stot laboratoryjny (wg rzutu)
Biurko (wg rzutu)
Regat (wg rzutu)
Szafa z szufladami N 1 60x90 - szafa na dokumenty formatu A1
Krzesto (wg rzutu)
- konieczny otwdr w stropie dla instalacji gazowego azotu N2 z
POMIESZCZENIE 65 102531(;')( T T T T T T 107 T 22°C | <60% | 1000 | 50% N T >';:ar He N siparatorOW;MBE MOCVD i
Chemicznego
T
K kri i Helix [55x57
ompresor pompy cryo (kriogeniczna) 1 ol R 70 | N T 60 N m | 230 | 2000 c N N N N N N N N 2°C N N 5500,< N N N N
sprezarka helowa do reaktora cT8 x43 25°C
1.07* POM. APARATUROWE (1 PIETRO] - 6 Sciani j
WYPOSAZENIE DLA MBE 2 (LPIETRO) - - |Pompa prézni instalacji LN2 na stelazu 1 | vec 53:;0 30 N T 40 N s 230 | 1000 c N N N N N N T N 22°C 1000 | 50% N N N N N N of;‘:‘:;j";;%::'zew"em"e' na potrzeby wyrzutu z pompy
Separator faz 1 LN2
POMIESZCZENIE - wszystkie instalacje i polqc?ema elektryczne z reaktorem MBE
|beda poprzez otwér w stropie
- separator faz zasilany ciektym azoten LN2 - lokalizacja
ia na 1 pietrze;
- decyzja Uzytkownika, zamiast sprezonego powietrza do
pneumatyki (awaryjne zamykanie zaworéw) podfaczyé nalezy
RIBER/ 400, gazowy azot; i _
Compa T = - wode i gazy rozprowadza¢ korytkami w posadzce;
Reaktor C¢ ct 412 (pl; X 40m3, ’ T, LN2, N2, H; - | i i ji to j J
ea. or Compa (planowany) 1 ct412/ 2600 N T 60 T s 3/N/6, | 22000 c N N N N N N T N 1000 | s50% m )/ N N 5500/ B , N2, e, N h'el w laboratorium ep\ta‘ksu'tcf jedna wspdlna butla 50! na‘
lub inny b o h, fi125 aseC 5 bar > Sbar H2 wozku przetaczana w zaleznoci od potrzeb. W reaktorach nie
VEECO 230V ma kroccow do podtaczenia helu. Hel wykorzystuje sie $rednio
raz w roku przez ~1godz.
- minimalne rozmiary drzwi h=270cm, w=230 cm,
- préznia wytwarzana za pomoca mobilnego stanowiska pomp
prézniowych;
- zasilanie LN2 poprzez separator faz;
Szafy sterujace do reaktora 1000 - potaczenie korytami kablowymi w posadzce pomigdzy
reaktorem/szafg
Komora laminarna 1 100 N N N N S 230 1000 N N N N N N N N N N N "';‘;lar
pomp prézniowych 1 60x60x| ¢ N N 40 N M| 40 1000
80 20A
Zstaw komputerowy do kontroli i pomiaru 3-4 230 | 1000
0.09 LAB. MBE 1 - i
) 2 | saey zamocowana do belek, sufitu
(Molecoular Beam Epitaxy) . . - obstuga reczna
Suwnica do obstugi reaktora 1 M .
- wysokos¢ do haka min. 2700mm;
- min. 500kg udéwigu;
60x 60>
Zamrazarka 1 :50 X N N N N S 230 25 N N N N N N N N N N N N
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Szafka laboratoryjna niska z szufladami,
mieszczacy sig pod blatem stotu laboratoryjnego
(weg rzutu)
St6t laboratoryjny (weg rzutu)
Biurko (wg rzutu)
Regat (wg rzutu)
Szafa z szufladami N 1 60x90 - szafa na dokumenty formatu A1
Krzesto (wg rzutu)
- konieczny otwér w stropie dla instalacji gazowego azotu N2 z
separatorow;
e T, N2 -1 ia MBE MOCVD i
POMIESZCZENIE 65 e T T T T T T |1507 [ T | 22°C | <60% | 1000 | 50% N N N 5500/ T >sbar He N |chemicznego
<25°C - Opér podtoza w punktach podparcia: >160 daN/cm?, ogélny
opér podioza - obcigzenie powierzchniowe: >1900 daN/m?;
- Uziemienie <500hm
Kompresor pompy cryo (kriogeniczna) Helix [55x57 T
presor pompy cryo {kriogenicz 1 ol e 70 N T 60 N m | 230 | 2000 c N N N N N N N N 22°C N N 5500,< N N N N
sprezarka helowa do reaktora cT8 | x43 e
1.07* POM. APARATUROWE (1 PIETRO) o N i 40x . - otwor w Scianie zewnetrznej na potrzeby wyrzutu z pompy
WYPOSAZENIE DLA MBE 1 - Pompa prozni instalacji LN2 na stelazu 1| vee || 3 N T 40 N s 230 | 1000 c N N N N N N T N 22°C 1000 | 50% N N N N N N N oleiowe] fisomm:
Separator faz 1 LN2
POMIESZCZENIE ;)wdszvs;klrezér;s;‘ljzjfvlvZ:)::c:n\a elektryczne z reaktorem MBE
1beda poprzez otworwstropie |
Mikroskop optyczny 1
Mikroskop AFM ol 60x60;
kroskop 1 [OVmRIEDER 5 | N N N T s | 230 | 400 N T N N N N N N N N N N N
+ zestaw komputerowy us 60
Ukfad di iaru Hall 60x60;
ad do pomiard Halla 1 |BioRad|°*™| 10 | N N N N s | 230 | 400 N T N N N N N N N N N N N
0.08 LAB. POMIAROWE + zestaw komputerowy 30
) . St6t laboratoryjny (wg rzutu)
Zlew laboratoryjny (wg rzutu)
Krzesto (wg rzutu)
1652t
POMIESZCZENIE ZS;O x T T T T T |07 22°C | <60% | - 50% N N N N N2 N - informacje o azocie i instalacji wod-kan wg opisu
0.06 KOMUNIKACIA Umywalka N
(MOZLIWOSCE WYDZIELENIA SLUZY - - 6s2t.X . N -na iu korytarza yinego z kory!
TOWAROWEI) POMIESZCZENIE - T T |1s07 | T | 22°C | <60% | - 50% ) Hliwos¢ wydzielenia dluzy
Odkurzacz 1 2 N N N N M | 230 | 1500 N N N N N N N N N N N N N
0.03 MAGAZYN PODRECZNY - Regat (wg rzutu)
Szafa (wg rzutu)
|POMIESZCZENIE T T |07 22°C | <60% | - 50%
Prysznic powietrzny 1 230,50 T T T 1508 -p:;:z::ﬁv;/yjscle do laboratorium wytacznie przez prysznic
0.04 SZATNIA DAMSKA /
0.05 SZATNIA MESKA Umywalka N 2
szt
POMIESZCZENIE :;OX T T
128x94
POLLA 2s2t.x2 600m3 N2 (5.0
Dygestorium 120cm (czyste) p120| 1 x233(2 N N N N S Gt N N N N N N T <60% 50% m T N N N (5.0, N - azot do pistoletéw do odmuchu
B o) 30 /h 2 bar
128x94
POLLA 2s2t.x2 600m3 N2 (5.0
Dygestorium 120cm (brudne) p120| 1 x233(2 N N N N S Gt N N N N N N T <60% 50% m T N N N (5.0, N - azot do pistoletéw do odmuchu
B o) 30 /h 2 bar
Dygestorium 120cm (do wypalania wegla) N D120 N 2s7t.x2 T 600m3
wykonane ze stal nierdzewnej 30 /h
30%
19x14
Stanowisko wypalania fosforu AIXTRO : 10°C >80% ( 85m3/ Z butli N2 (3.8) - do urzadzenia mozna stosowac zamiennie azot gazowy lub
putapka fosforowa + mieszalnik gazéw N 1 N |aax27% 10 N 230 T >50°C, bez h T T 0,7 bar, suche, 5,0l/min, N suche powietrze;
(w dygestorium do wypalania wegla) 25 ’ |konden 0,5/min 6,2 bar
sacji)
- sprzet nabiurkowy;
Piecyk d ia kontakté 60x 40 N2 (5.0 - zutyci i ;
|ec.v owgrzem{ama (?n aktow i BioRad X 3 N N N N S =0 500 N o N N N wm N - > o o o N o ( ! ), o zuzycie azutuvmcydentalne,‘
+ mikroskop manipulacyjny x40 51/min - odprowadzenie azotu (wywiew)
0.07 LABORATORIUM CHEMICZNE - wywiew iczny nad
- CZASO
ie probek i prac serwisowych - Wy [suszarka taboratoryina 1 1 sozgm 3 N N N N s 230 | 500 N N N N N N N N N N N N N N - sprzet nablatowy;
reaktoréw MOCVD i MBE) -
Suszarka laboratoryjna (150°C) N N 5 N 230 T 2 N2 (5.0) - przedmuch komory azotem
z przeptywem azotu ) 3 ) - odprowadzenie azotu (wywiew)
Pluczka ultrasonograficzna 30 230 | 300
Urzadzenie d iarow CV 86X
rzgczenie do pomiarow 1 10| N N N N s | 230 | 400 N T N N N N N N N N N N N
+ zestaw komputerowy 60X 40
Uktad oczyszczania wody DI (MiliQ) 1 N 230
Natrysk bezpieczeristwa NB 1 T
Oczomyjka om 1
Szafa went. na odczynniki toksyczne SZOT- 1 60x45x -w \al?oratorlum uzywane bedg kwasy, rozpuszczalniki
60 200 organiczne
Szafa na szko laboratoryjne sz60 | 1 60xdSx
200
Stét laboratoryiny (wg rzutu)
Zlew laboratoryjny (wg rzutu)
Krzesto (wg rzutu)
Ssatx T N2 (5.0), - povsarfzka ze sfaadklem dovaustu;
POMIESZCZENIE o T T T T T 1507 | T | 22°C | <60% 50% T (wpust N T N Si/min sp N |- zutycie azotu incydentalnie
)
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AIXTRO
N CCs
Reacto - decyzja Uzytkownika, zamiast sprezonego powietrza do
rax" wywie pneumatyki (awaryjne zamykanie zaworéw) podfaczyé nalezy
AsP 400, w T [|gezowyazot;
System | 425x 100A, 2x680 sol/ <5 bar, 20°C, H2(57.0), | (pomp | pobér powietrza z pomieszczenia, wywiew do wentylacji;
Reaktor MOCVD i System| 125x 3450 N N N N s 3/N/PE 20000 o N o N o N T m3/‘h T i, ) suche, N2 (7@', 301/min, PH3, o wydech z reaktol;a MOCVD przez urzqdzem.e neutralizatora
lub | 200(24 , 30, wywie e | filtrowane < a0/min | ha, Hel 1okaing | SCTubPera) okalizowanego w pomieszczeniu nr 0.01;
innyw| 0) 8x w Sum . ' ) - wydech (tzn. rura o $rednicy 1cala) z reaktora MOCVD do
zaleino 230V 1x1275 scrubera musi byé grzana (utrzymywana w temp. 150°C), nalezy
sci od m3/h zapewni¢ rozwiazanie bezpieczne w uzytkowaniu;
wyniku - zasilanie elektryczne oraz gazéw od géry
przetar
gu
- 6lne dl MBE, MOCVD i
UPS dla reaktora MOCVD 230 .UpS.WSpo neda . "
piwnicy
esovemtompuaromm : S0 L T L N A 0 L A L L B
N2 (5.0]
0.02 LABORATORIUM MOCVD STALY Komora laminarna 1 100 N N N N S 230 300 N N N N N N N N N N T Z(b ) - N2 do pistoletow do odmuchu;
(Metal organic Chemical vapour D . ar
Szafy do przechowywania
probek epitaksiji i czesci zamiennych
|Szafa chtodnicza 1
Stacja filtracyjna wodoru H2 )
- filt llad 7?
(oczyszczacz dla MOCVD) w szafie wentylowanej - 1 230 T H2 Hlery pata :;”e e wymagaf
rezerwa o wymagan p
Szafka laboratoryjna niska z szufladami,
mieszczacy sie pod blatem stotu laboratoryjnego
(wg rzutu)
Stét laboratoryiny (wg rzutu)
Biurko (wg rzutu)
szafa W?ntylowa'_‘a Sz8- 1 120440 T - szafa na stacje filtracyjng H2
(na stacje filtracyjna) 120 %200
Szafa z szufladami N 1 60x90 - szafa na dokumenty formatu A1
Krzesto (wg rzutu)
Zestaw komputerowy 3 230 | 1000 T
- laboratorium MOCVD i Chemiczne podcisnienie wzgledem
labéw MBE;
Ssatx 501/ N2 (5.0) - nalezy zapewnic pr ie pomigdzy i iem nr
POMIESZCZENIE 236 T T T T T T 1507 T 22°C | <60% 50% T N min, H2, (>>7.0) N h;r g 0.010.02 (~1.2m nad posadzka do poziomu sufitu)
<25°C - wszystkie rurociagi instalacji gazowych H2, N2, PH3, AsH3 ze
stali nierdzewnej, spawanej orbitalnie, elektropolerowane;
- minimalne wymiary drzw h=225cm w=155 cm
120
Szafa na butle sz8-90| 1 902’;552" T wymia T - lokalizacja weg rys. rzutu
n/h
10
Szafa na butle sz8-60| 1 602’;552" T wymia - lokalizacja wg rys. rzutu
n/h
SZB- 60x62x
Szaf: butl 2 T
zafa na butle 120 205
Szafa wentylowana
(na zuzyte pojemniki po metaloorganice oraz z szo- ) 120x50 . - lokalizacja wg rys. rzutu
ultraszczelng komorg na wsad z putapki gazow 120 X200 - typowa szafa wentylowana na odczynniki
0.01 POMIESZCZENIE APARATUROWE - |eereakeyinych)
- wydech (tzn. $rednicy 1cal ktora MOCVD d
Neutralizator (Scrubber) 1 230 | 300 T T wydech (tzn. rura o Srednicy 1cala) 2 reaktora MOCVD do
scrubera musi byé grzana (utrzymywana w temp. 150°C);
Wymiennik ciepta wody chtodzacej 1 38;;6" 230 T
Stacja filtracyjna azotu N2 L . .
1 230 T N2 - wyd dst: d it
(oczyszczac dla MOCYD) - rezerwa wydajnos¢ na podstawie wymagar producenta
- wyposazenie w system detekcji gazu, system detekcji
o 20+, AsH3, niedoboru gazu;
POMIESZCZENIE 230' T T T |07 | T ) 50% T T PH3, - wszystkie rurociagi instalacji gazowych H2, N2, PH3, AsH3,
SiH4, SiH4 ze stali nierdzewnej, spawanej orbitalnie,
|etektropolerowane;
0.30 KL. SCHODOWA
0.31 PRZEDSIONEK T
0.32 KORYTARZ 1 T
0.33 KORYTARZ 2 T
0.34 KORYTARZ 3
0.35 PRZEDSIONEK 2 T
0.36 KL. SCHODOWA 2




